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В роботі вирішувалася задача створення імпульсного джерела живлення розряду, сумісного з техно-
логічними плазмовими пристроями магнетронного типу, що мають незбалансовану магнітну систему.
Метою роботи було розроблення схеми модуляції розрядного струму магнетрона, що заснована на недоро-
гих, доступних електронних компонентах. Розглядаються можливості реалізації комплексної технології
поверхневої обробки, що базуються на використанні імпульсного потоку енергетичної газометалевої пла-
зми, що генерується аномальним тліючим розрядом із замкнутим дрейфом електронів.

Досліджувалась застосовність двох схем модуляції розрядної напруги на основі індукційно-
ємнісного накопичувача енергії. Вибрано резонансну схему модуляції іонного струму з подвоєнням заряд-
ної напруги, що забезпечує отримання розрядних імпульсів тривалістю до 10 мс потужністю до 20 – 30
кВт з частотою проходження імпульсів до 100 Гц. Для комутації розрядної напруги використано тиристо-
ри типу Т161-160-16. Відпрацювання параметрів схем модуляції, що досліджують, проводилось спільно з
макетом інтегрованого магнетронного плазмового пристрою, що включає планарний і циліндричний маг-
нетронні розпилювачі незбалансованого і збалансованого типу відповідно.

Визначено діапазон робочих параметрів джерела розрядної напруги потужнострумового імпульсного
магнетронного розряду. Досліджено параметри плазми в області обробки поверхні. Визначено частку
металевих іонів в плазмі, що генерується. Отримано зразки покриттів з характеристиками, що перевищу-
ють характеристики покриття, отримані в режимі стаціонарного магнетронного розряду. Досліджений
плазмовий технологічний пристрій забезпечує виконання всіх технологічних переходів іонно-плазмової
обробки в єдиному вакуумному циклі.

Робиться висновок про те, що розроблена схема імпульсного розрядного джерела задовольняє вимо-
гам технології формування функціональних наноструктурних покриттів з металевих матеріалів і придатна
для проведення високоінтенсивної низькоенергетичної іонної імплантації іонів азоту.
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потужнострумовий імпульсний магнетронний розряд, планарна магнетронна розпилююча система, цилінд-
рична магнетронна розпилююча система, імпульсне джерело живлення розряду.
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